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진행 방식

• 반도체 8 대 공정 배경 지식 쌓기
• 기업들의 차세대 공정 기술의 방향성 파악 및 방향성 이해
• 차세대 공정 (Cryogenic Etching, AS-ALD) 의 공정 이해 및 방향성 파악

• 인원 : 6 명
• 일시 : 1) 중간 이전 : 매주 목 18:30 ~ 21:30  2) 중간 이후 : 매주 화 / 목 18:30 ~ 21:30

• 방식 : 공통된 주제에 대해서 그룹별 조사 및 설명 , 이후 스터디에서 토의 및 설명
• 자료 활용 : 대부분은 review 논문과 기업의 tech blog 를 이용

주차별 주제

• 1 회차 ~ 4 회차 : 반도체 8 대 공정
• 5 회차 ~ 6 회차 : 반도체 기업 및 논문 키워드 분석으로 차세대 공정의 방향성 분석
• 7 회차 ~ 8 회차 : 미세화에서 3D 적층으로의 방향성 변화 분석
• 9 회차 : Cryogenic Etcthing 의 배경 및 Solution 학습
• 10 회차 : Cryogenic Etching 의 Solution 관련 논문 정리 , AS-ALD 의 필요성 관련 정리
• 11 회차 ~ 12 회차 : Cryogenic Etching & AS-ALD 의 원리 정리 및 앞으로의 방향성 토의

학습 Reflection

반도체 8 대 공정부터 시작해서 차세대 공정까지 학습하였다 . 단순히 논문 하나 혹은 공정 
하나만 보는 것이 아니라 그 배경과 흐름을 보면서 학습했기에 스스로 설명하기에 용이하였다 . 

동시에 미래에도 오래 기억 남을 수 있을 방식으로 스터디를 하였다 .
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주제 2: 극저온 식각
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